Fall von Verletzungen mit Chlorwasserstoffgas, das aufgrund einer
unsachgemaBen Entsorgung eines in einer Anlage zur Herstellung R{
von Halbleiterkomponenten verwendeten Reagens entstanden ist

Auszug aus [Vorbeugende MaBnahmen]

RIKEN KEIKI

[Ort des Unfalls]

Reinraum in einem Werk zur Herstellung von
Halbleiterkomponenten, in dem Galliumarsenid-Wafer hergestellt
wurden.

[Unfallursache]

FUr das Waschverfahren vor der Filmbildung wurde eine Losung M
verwendet, welche aus einer Mischung aus Schwefelsaure,
Wasserstoffperoxid und destilliertem Wasser bestand. Fur die
Markierung wurde eine Ldsung N verwendet, die aus einem
Gemisch von Phosphorsaure und Salzsaure besteht. Normalerweise
werden die Ldsungen M und N getrennt verarbeitet, aber es
entstand Chlorwasserstoffgas, nachdem die Losung N versehentlich
in einen Kunststoffbehadlter gegossen wurde, der zur Ruckge-
winnung der Loésung M verwendet wurde.

[Schdaden/Verletzungen]

Das aus dem Kunststofftank austretende Chlorwasserstoffgas
verbreitete sich als weiBer Dampf im gesamten Reinraum. Drei
Arbeiter in dem Raum berichteten Uber Augenschmerzen und
wurden arztlich behandelt.

[3] Kunststofftanks, in denen fllssige Abfalle aufgefangen werden, mussen ordnungsgeman verschlossen sein. Alternativ missen
geeignete Absaugsysteme vorhanden sein, um sicherzustellen, dass keine chemischen Dampfe in die Arbeitsbereiche gelangen.

\ 4

Quelle: Auszug aus den ,,Occupational accident case studies” auf der ,Safety at Work Site” des Ministeriums fiir Gesundheit,
Arbeit und Soziales in Japan. Informationen zusammengetragen von RIKEN KEIKI CO., LTD.





